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Течение тока по гофрированному проводнику при существенном влиянии эффекта Холла
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В работе рассмотрено динамика изменения распределения электромагнитного поля в гофрированном проводнике при существенном влиянии эффекта Холла. На основе численного моделирования показано, что при замагниченности электронов (ωτe > 1) распределение тока таково, что ток слабо затекает в выпуклости гофрированного проводника. Ранее рассматривались стационарные течения тока лишь при нулевой и бесконечной проводимости. Найдены стационарные распределения тока по сечению проводника при различных значениях параметра замагниченности ωτe. Получена зависимость глубины «затекания» тока в область гофра от ωτe и амплитуды гофра. Показаны переходные распределения плотности тока. Характерно, затекание тока в гофры такого проводника несимметрично по отношению к направлению анод-катод, а глубина «затекания» тока определяется параметром замагниченности.

